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INVENCTION

e

Qq por VEINTE afios

cuyo privilegio se solicita para Espafia,
sus territorios y plazas de soberania, a

favor de:
FRITZ BUSER AG. Maschinenfabrik

entidad suiza, domiciliada en Wiler b.

Utzensdorf, Suiza, relativa a:

"PROCEDIMIENTO PARA GRABAR CLISES DE TA~-
MIZ PARA TA IMPRESION DE PELICULA E IN-
PRESION SERIGRAFICAY

Inventor: Martin Klemm

Prioridad: Solicitud de patente en Suiza no
10.913/71 de fecha 23 julio 1971.
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MEMORIA DESCRIPTIVA

ILa presente invencién se refiere a un procedimien=
to para grabar clisés de tamiz para la impresién de pelicula
e impresidén serigrdfica, particularmente para la impresidn

de pelfcula de rotativa, = = = = = =« = « 0 " a2 v = - - - - -

En la impresién de pelfcula e impresién serigrdfi=-
ca cabe imaginar temas a imprimir asf como disposiciones de
impresién, en los que se exigen elevadas condiciones en cuan
to al poder resolutivo fotogrdfico y la durabilidad de las
capas de emulsién utilizadas como material para los clisés,
aln de agquellas capas de emlsién que trabajan de modo con=
forme a la prictica segin el estado actual de la técnica.
Por este motivo, segin se sabe por la experiencia, estos ma-

teriales de clisés constituyen un compromiso. = = = = « = -

Ia presente invencién se plantea el problema de am
pliar los 1lfmites dados por los materiales de clisés fotosen
sibles, con el fin de alcanzar para estos casos de aplice-
cién mencionados un margen tan ancho como sea posible en la

eleccibn de los materiales para clisés a utilizar. — = « = «

Este problema se resuelve segin la invencién por
un procedimiento que estd caracterizado porque Sobre el clie

86 de tamiz se aplica de modo superficial una capa no foto-
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gensible de material de clisé de espesor de capa constante y

potestativo y se graba 1la misma. = = = « = = =« @« o = = = =

Debido a que se utiliza un material no fotosensi-~
ble para clisés, éste puede elegirse de tal manera que que-

dan asegurados los siguientes exiremos: « = = = -~ - - - -

- La estabilidad mecdnica respecto a las cargas me

cédnicas que se presentan durante la operacidén de impresién.

- Ia resistencia qufmica respecto a las tintas o

pastas de impresiff, = = = = = = = = - - - - o -—- o -
= Una adherencia suficiente al material de tamiz.

- La alterabilidad de las caracteristicas quimico-
f{sicas en el sentido de rebajado bajo determinadas condicio
nes técnicas previas y/o capacidad para ser sometido al bo-

rrado en el sentido de la técnica de la grabacibfn, = = = = -

La invencién se describe a tftulo de ejemplo a 1la

luz del dibujo adjunto, = = = « = =« « = 0 = - = - = - -

La figura 1 muesira una parte de una seccidn a trg
vés de un clisé de tamiz en el que sobre la capa no fotosen-

sible se ha aplicado, expuesto y revelado una capa folosensi

ble.-—-1---**-———--:-—--—-—--—--——---——--—

Ia figura 2 muestra la misms seccién que la de la
figura 1, pero despuds de la disolucién de aquellos sitios

de la capa no fotosensible que estaban cubiertos por lugares
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no expuestos de la capa fotosensible, = = = = = = = = = = =

Ia figura 3 muestra la misma seccién que la de la
figura 1, pero después de haber quitado la capa fotosensi-
ble, asf{ como el material de relleno entre los nervios de la

trama el clisd de tamiZ. = = = = = « = = = = = - ~ - -

Para la aplicacién del procedimiento hay que dis-—

tinguir en cuanto a un material no fobosensible para clisést

~ lateriales no corpéreos, o sea formadores de pe=-

lfcula, por sjemplo lacas lfquidas o pulverulenias. — - - =

- Capas depositadas galvdnica o electroforéticamen

‘te. ——————— - eews em wr wm oy wm e e - e ma en v wn W s wn sp -
- Materiales corpéreos, por ejemplo l4minas. -« = -

Tanto cuando se aplican materiales no corpéreos
(Lacas) como también en el caso de capas separadas galvini-
ca 0 electroforéticamente, el material del tamiz es llenado
mediante una operacidén preparatoria con un material de rellg
no y se nivela mediante medios adecuados, hasta que por una
parte queden al descubierto los nervios de la trama de tamiz
¥ la superficie del tamiz presenta una superficie lisa y uni
da. El tratamiento de un clisé de tamiz del modo descrito se
ha, expuesto detalladamente en la memoria descriptiva de la
solicitud de patente espafiola n? 402.438, por "Procedimiento
para grabar fotomecdnicamente clisés de tamiz", presentada -
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Después de haber aplanado el clisé de tamiz median
te el material de relleno, se¢ aplica o se deposita una capa
de material no fotosensible de clisé mediante un procedimien

to de aplicacién adecuado para el material correspondiente.-

Mientras que en los formadores de pelicula lfiqui-
dos o pulverulentos el material de relleno o la laca de re-
lleno debe tener meramente las propiedades descritas en la
patente mencionada, el material de relleno deberd ser eléc-
tricamente conductivo en el caso de la aplicacién de wna ca-
pa de material para clisés depositada electrolftica o elec~
troforéticamente, al objeto de consegulr una capa lisa caren
te de estructura. Ademds de las lacas conductibles que se
pueden obtener en el mercado, es adecuada la laca de relleno
indicada en la patente mencionada si se dispersiona por ejem

plo acero inoxidable pulverulento en la mismae. = = = - « = =

Cuando se aplican ldminas, las cuales pueden fijar
Be sobre el material de tamiz mediante la ayuda de aglutinan
tes (adhesivos) o empero termopldsiicamente, puede prescin-
dirse, en su caso, de un rellenado del clisé de tamiz del mo

A0 AeSCTiT0, “ = = = @ o m - - - - o -

Pars conseguir el dibujo propiamente dicho en
unidén de una configuracidn conveniente del borde o resalto
de impresién, se aplica segin la figura 1, después de nive=-
lar el clisé de tamiz mediante la insercidén de un material 2
de relleno entre los nervios 1 de trama de tamiz, una capa 3

de material no fotosensible para cliséds sobre la superficie
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del clisé de tamiz nivelada de este MOAO, = = = = = = ~ = =

Sobre egta capa 3 de material para clisés se apli-
ca una capa 4 fotosensible, por ejemplo gelatina al cromo o
una regervs para mordentar, que se seca o se elabora ulte-
riormente, en su caso, segin el tipo de la capa utilizada. A
continuacifn se expone la capa fotosensible a través de una
diapositiva que contiene la imagen, y se procede a su revela
do y endurecido, en su caso, de manera que resultan partes
en las que la capa 3 de material de clisé presenta espacios

5 que gquedan al descubierto conforme a la imageﬁ que Se ha

Despuds de esta operacidén se someten los espacios
5 que han quedado libres a un tratamiento con un medio que
diluye meramente la capa de material de clisé, pero no dilu-
ye o solamente muy escasamente la capa 4 fotosensible asf co

mo ol material de CliSd: = = = = = = = m @ = - o - .- -

Son posibles, por ejemplo, las siguientes combina-

ciones de material para las capaSi = = = = = « - = = w - - -

- Resina epéxido como caps de material de clisé,
Kodak Metal Etch Resist (KMER) como capa fotosensible, 4cido

férmico como disolvente. « = = = = w @ v - - - -- - ---

- Cobre depositado electrolfticamente como capa de
material de clisé, KMER como capa fotosensible, cloruro de

hierro en solucién acuosa como mordiente, = = = = =« = = = =
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El tiempo de accidén del disolvente estd determina-
do por el espesor de la capa de material de clisé, asf como
por la velocidad de rebajado especifica del material. Estd
conclufda cuando la capa de material de clisé ha quedado re-
bajada en las partes 5 del molde de impresién y se han produ

cido orificios 6 (figura 2)y = = = = =« = = = = = = = = = =

En una dltima operacidén de trabajo puede eliminar-
ge la capa 4 fotosensible. Se obtiene un molde de impresidn
serigrdfica que ss caracteriza medisnte la mds amplia libre
eleccibn del material 3 del clisé, configuracidn conveniente
del borde o resalto de impresidn, asf como por una duracién
potestativa de la capa de material de clisé en la operacién

Si hasta ahora se habfa partido meramente de la
operacidn de preparar la capa de material de clisé mediante
superposicién de una capa de reserva fotosensible para la si
gulente operacidn de rebajado mediante mordientes o disolven
tes, la capa de material de clisé puede rebajarse en princi-
pio por ejemplo también mecdnicamente, pudiéndose renunciar

a una caps fotosensible que presenta la imagen, = - = = = -~

Aquf pueden utilizarse métodos convencionales de
grabado, como por ejemplo el panbtografiado. In este sistema
de grabado, como es sabido, wno o varios diamantes que son
guiados o través de un sistema de transmisién que palpa la
imagen original, graban un cilindro de huecograbado provisto

de una reserva pars mordentar (cape de materia pldstica). Eg
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te sistema puede transmitirse por ejemplo sin mids a un molde
de impresidn serigrdfica recubierto de una capa de material
de clisé correspondiente de tal modo que las herramientas de
grabado guladas segin la imagen original rebajan la capa de
material de clisé. Este rebajado puede efectuarse tanto en

lfneas como también superficialmente, — = = « =« - = = = = =

El procedimiento descrito puede utilizarse también,
de manera andloga a la detallada en la memoria de la mencio=-
nada solicitud de patente n? 402.438, para la reproduccién
de los detalles mfs finos, = — = =« = « = = < - = - -

Cuando mediante el procedimiento segin la inven-
cién se ha aplicado por ejemplo uma primera capa no fotosen-
sible de material para cligés sobre el clisé, se produce en
8ste una trama de lIneas mediante una capza de reserva foto-
gensible adecuadamente expuesta y revelada segin el modo des
crito mds arriba por tratamiento com un mordiente o un disol
vente., A continuacidn se quita la capa de reserva, se relle-
na con material de relleno la superficie rebajada a modo de
relieve del material de clisé y se nivela hasta que los ner-
vios de la trama de lfneas quedan al descubierto. Tuwepo se
aplica la siguiente capa no fotosensible sobre la superficie
rellenada y nivelada de la segunda capa de materigl de clisé
y se aplica en la misma la imagen de impresién o una segunda
trama, produciéndose las mismas del mismo modo mediante una
capa fotosensible de reserva mediante el rebajado de las su~
perficies no cubiertas por la capa de reserva, Nespués de

quitar la capa de reserva, Se aplica ¥y se graba segin las ng
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cesidades una nueva capa de material de clisé. Cuando la img
gen de impresidén ha sido producida y se ha quitado la capa

de reserva, se elimina el material de relleno: = = = = « « «

las ventajas de la aplicacidén del procedimiento
descrito son las mismas que en la aplicacién de material fo-
tosensible de clisé, Cuando el rebajado comnsecutivo de las
capas de material de clisé que se encueniran sobrepuestas a
modo de sandwich se efectia mediante procedimientos mecédni-
cos, por ejemplo grabado, puede prescindirse de la elimina-~
cidn de la capa de reserva, y la sigulente capa de material
de clisé se aplica directamente despuéds de rellenar y de ni-

velar la Wltima capge = = = = = = = = = = = = = - ~ - -

N_ 0 T &

Se declaran de novedad y propiedad para Eapafia,

sus territorios y plazas de soberanfa, las siguientes: - - -

REIVINDICACIONES

1.- Procedimiento pare grabar clisés de tamiz para
la impresién de pelfcula e impresién serigrdfica, particular
mente para la impresién de pelfcula de rotativa, caracteriza
do porque sobre el clisé de tamiz se aplica de modo superfi-
cial una capa no fotosensible de espesor de capa constante y

potestativo y se graba la mismg. = = = = = = = = = = = « « -

2.- Procedimiento segin la reivindicacién 1, carac
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terizado porque antes de aplicar la capa e obtura el clisé
de tamiz con un material de relleno y se nivela hasta los

nervios de la trama del taMiZ, = = = = = = = «w - - - - - --

3.~ Procedimiento segin la reivindicacién 2, carag
terizado porque el clisé de tamiz se nivela con un paterial

eléctricamente conductivo, = = = = = = ~ = « - - -

4.~ Procedimiento segin una de las reivindicacio=-
nes 1 a 3, caracterizado porque sobre la capa no fotosensi-
ble de material de clisé se aplica una capa fotosensible, se
gomete & exposicidén y se revela, a continuacién de lo cual
se rebajan las partes gque han quedado al descubierto de la

capa no fotosensible mediante un mordiente o un disolvente.-

5.~ Procedimiento segin la reivindicacién 4, carag
terizado porque después de quitar las partes que han quedado
al descubierto de la capa no fotosensible de material de cli

86 se elimina la capa fotosensible, = « = « =« = @ @ = = « «

6.~ Procedimiento segin la reivindicacién 1, carac
terizado porque la capa no fotosensible de material de clisé

se aplica en la forma de una lémina, = = = = = = = = - --

7.~ Procedimiento segin la reivindicacidén 1, carac
terizado porque la capa no fotosensible de material de clisé
e8 rebajada de modo de por si conocido mediante herramientas

de grabado guiadas segin un original de Aibujos = = = = = =

8.~ Procedimiento segin la reivindicacién 5 6 7,



5.

10.

15.

-1 - .

caracterizado porque sobre la capa no fotosensible aplicada
y elaborada sobre el clisé se aplica de modo superficial por
lo menos una segunda capa no fotosensible de material de cli
sé de espesor de capa constante y potestativo y se graba es-

ta Glbima, = = = = = = = = =~ ————— - S

9,~ Procedimiento segiin la reivindicacién 8, carac
terizado porque la siguiente capa no fotosensible es aplica~
da y grabada después de rellenar y nivelar la superficie gra

bada de la capa no fotosensible anterior. = = = = = = = = «

10.~ "PROCEDIMIENTO PARA GRABAR CLISES DE TAMIZ PA
RA LA IMPRESTON DE PELICULA E IMPFRESION SERIGRAFICAY, - - -

Todo ello conforme se describe y reivindica en la
pPresente memoria que consta de once hojas, foliadas y mecano
grafiadas por una sola de sus caras, y de una ldmina de dibu

Jos que la ilustra.

RARCELONA, 30 JUN 1572
F. A M. CURELL SUROL
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